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写真弓平面ラップ盤

この装置(写真弓) (図 1) はモ ー タ駆動により回転するラッピ

ングプレート①の上に，調設リング②が 3 個のせられ，それぞ

れが自 fBに自転しうるように， 外周に案内ローラー③が 2 個ず

つ設けられr ②の自転の位置を直線方向に変えうるようになっ

ている。工作中は調整リ Yグが常に①の面を全面にわたってす

べって行くので，面の部分的な摩耗が避けられ， 一様な平坦度

を保つことができる。被加工物は②の内に置かれ， 調盤リング

とともに自転運動をするので，高い相対速度と遊星運動によっ

て一様なラッピングをする。

(2) 内面ラッ プ盤

このラップ舷もやはり，工作

液を用いる湿式法であり，ラッ

プ棒の往復運動でラッピングさ

れる。

この淡置(写真ー3) は，回転す

る大きなロータリテープル | に

被加工物をのせ， テープノレ中心

にある ラ ッププレーンストロー

クカムによって，レパ を介し

て ， ラップ俸に運動させる。ラ

ッピングの原理は前述の 平田1 ラ

ップと同じである。

なお，弁座仕上げには，この 写真 3 すベり弁座ラップ盤

ほか超音波を利用した弁座加工機も最近研究開発され， 実用化

の域に達している。

3 超音波洗浄装置

ラッピ γ グ工4廷で付着した， と(砥)粒類は，組立て前に十分

洗浄する必要がある。このための淡位と して，最近，超音波を

利用した能率的な洗浄装位が開発されている 。 いわゆる趨音波

の洗浄力はキャビテーシ ョン効果とし、う物体表面lに発λ|ー した空

写J'[-4 超音波洗浄伎 ii~ì: ( 凶一2 参照)

図ー2 超音波洗浄装置
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どうが破綾する際の機械的な大きな力によ っ て，部品の小孔部

などに付着した異物までも，十分取り除くことができる 。

この袋位 (写真ー4) (閃ー2) は， いわゆる超音波を発銀する発振

器(周波数 29 kc, 草寺量 2KW) と洗浄プ ース (高さ×帳×長

さ 1 ， 700mm X900 mmX3, 800mm) ，それに搬送用として用いる

チ ェ ー ンコンベヤからなり，この洗浄ブー スを通過中に，浸せ

きぼり超音波照射，噴射，乾燥の 3 要素を行なわせる。完全自

動方式をとり， ブー ス |人]に運ばれた洗浄かごは， チェ ー ンコン

ベヤからフックにより臼動的に洗浄かごごとにつり下げられて，

洗浄液そう， γ ャワージェットを経て熱風乾燥されて出てくる。

白動送りはタイマーによ っ て調整可能であり，標準値は約 2 分

である。

写1" -5 塗装装置

写真-6 乾倣装 i住

4 試験装 li~l~

組立て完了した弁は ， ~1側弁試験装置で試験して，その性能

の良否を判定する。 このう主慣については劣略する。

5 塗装乾爆装置

試験に合給した弁は， ~全装を施して完成させる。この塗装方

式としては静電塗装方式を，乾燥方式としては赤外線乾燥方式

を係用して， :í躍度改善と能率化を考慮している。
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